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クレジットカード，身分証明書（IDカード）の複製防止などのセキュリティ対策として，ICチ
ップの埋め込みによる高度な認証技術の導入が行われている。他方，物質のランダム性に起因す

る情報を認証に利用する技術も盛んに研究されており，不織布[1]，不均質媒体[2]，紙[3]などの応用

が研究されている。我々は，ランダム性の高い情報として紫外線硬化型のカイラルネマチック

（N*）液晶において観察されるランダムな指紋状組織に着目し，液晶光 IDタグを提案している[4,5]。

提案素子はカード等に埋め込み，指紋状組織のミクロなランダムパターンを識別情報として用い，

また，指紋状組織領域のパターニングにより人工パターンを提示する機能の両方を有するタグと

しての利用が可能である。 

複雑な人工パターンの形成では，光重合と液晶の再配向を繰り返す多重パターニングが必要と

なる。その場合，素子中に重合化後の指紋状組織が存在する状態での液晶分子の再配向となる。

本研究では，重合領域すなわち高分子化された領域近傍での指紋状組織の配向について調べたの

で報告する。 

実験には，セルギャップ 10µm の垂直配向処理を施したセル
に紫外線硬化型の N*液晶を注入した素子を用いた。まず，素子

の一部のみに紫外線を照射し指紋状組織を固定化した領域を作

製し，その後，素子を相転移温度以上に加熱させた。図(a)の偏

光顕微鏡写真では左の明るい領域が重合により固定化された指

紋状組織で，黒い領域は等方相状態の未重合領域である。その

後，素子の温度を相転移温度以下に低下させ，未重合領域を N*
相に転移させた（図(b)）。重合領域の影響を調べるために，再

び素子を加熱し未重合領域を等方相に転移させ，その後，同一

条件で温度を降下させ再配向を行った（図(c)）。重合領域の影響

が強い場合，図(b)と同一パターンの発生も考えられたが，図(b)

と(c)を比較すると，指紋状組織のパターン細部は異なっている

ことがわかった。 
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図 1 同一素子の偏光顕微鏡写真 
 (a)相転移温度以上 
 (b),(c)相転移温度以下 
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